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Диагностика плазмы является одним из важнейших этапов на стадии разработки и оптимизации плазменных технологий производства полупроводниковых структур. Измерение фундаментальных плазменных параметров даёт необходимое понимание путей конструирования и оптимизации промышленного оборудования [1]. Метод электростатических зондов является уникальным по количеству одновременно измеряемых параметров и локальности получаемых характеристик плазмы. В микроэлектронике широко используется плазма электроотрицательных химически активных газов, что создаёт дополнительные трудности для корректного определения её параметров.[2, 3, 4, 5].

Измерения параметров плазмы проведены в имплантерах с ВЧ и СВЧ источниками с одинаковой геометрией разрядной камеры. Методом электростатических зондов Ленгмюра в плазме Ar и BF3 определены концентрация и температура электронов, концентрация положительных ионов, степень электроотрицательности плазмы, функция распределения электронов по энергиям. Измерено пространственное распределение вышеперечисленных параметров в широком диапазоне давлений (1–22мТорр) и вкладываемых мощностей (550-1400Вт). 

Полученные результаты проанализированы с точки зрения применимости сконструированных установок для плазменно-иммерсионной ионной имплантации.
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